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高次高調波から単一高調波を取り出すための狭帯域多層膜として Y/AlSi多層膜を開発した。本

多層膜は 63.8eV（基本波 1030nmの 53次高調波に相当）に最適化されており、この波長帯はMn, 

Fe, Co などの 3d 遷移金属の M2,3吸収端の観察に適している。Y/AlSi 多層膜の反射率及び熱耐久

性を、同様に EUV領域（50～73eV）において良い性能を示す Zr/AlSi多層膜と比較した。また構

造の異なる Y/AlSi 多層膜間での性能の違いを調べた。多層膜評価の手法として、ALS 6.3.2 ビー

ムラインにおける EUV反射率測定と、X線反射率法（XRR）を使用した。 

Figure 1に入射角 3度で測定した Y/AlSi及び Zr/AlSi多層膜の EUV反射率を示す。ピーク反射

率とエネルギーはそれぞれ、Y/AlSiは 43%＠64eV（半値全幅 1.7eV）、Zr/AlSiは 52%＠63.8eV（半

値全幅 2.5eV）であった。この結果から Y/AlSi は、選択した単一高調波に対して十分な反射率を

維持しながら、隣接高調波をより効果的に抑制できるといえる。またいずれの多層膜も 200℃まで

の加熱では反射率の顕著な低下はなく、大気雰囲気での 5 か月の保存後も多層膜構造の劣化は観

察されなかった。 

 

Figure 1. Comparison of the calculated HHG spectra (grey filled areas) and the measured EUV reflectivity 

for Zr/AlSi (blue points) and Y/AlSi (red points) multilayers. 
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